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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

高機能性薄膜作製技術のひとつにパルスレーザデポジション（pulsed laser deposition：PLD）法がある。PLD法はプラズマを利用した成膜法で、そのプロセスは非常に複雑である。しかし先端エレクトロニクス分野において、薄膜材料の開発を飛躍的に促進するためには、薄膜の成長機構を明らかにする必要がある。そこで本研究では、PLDプロセスによる薄膜成長機構の解明を目的とした。実験ではまず高速ゲートICCDカメラ及び分光器を用いて、光触媒材料の二酸化チタン（TiO2）、短波長発光材料の酸化亜鉛（ZnO）、ガスセンサやエレクトロクロミック材料の酸化タングステン（WOx）について、薄膜堆積中に生成されるプラズマプルームの分光計測及び時間・空間分解動的特性の測定を行った。これより、プラズマプルーム中の発光種の同定や各発光粒子の並進エネルギーを算出し比較検討した。またICCDイメージによる2次元動的特性の測定や干渉フィルターを用いた特定発光粒子の空間分布計測から、同じ酸化物材料でもプラズマプルームは異なる進展特性を示すことがわかった。TiO2やZnOはプラズマプルーム中で酸素（O）による発光が観測されTiやZn発光粒子（原子、イオン）と共に反応しながら進行するのに対し、WOxでは発光粒子の殆どがW原子によるものであることから基板上で酸化反応が起こりWOx薄膜の形成が行われるものと考えられる。次に薄膜堆積中に基板表面に存在する原子・分子の状態を調べるため赤外分光光度計を用いた生成物の振動スペクトル計測では、微弱な信号レベルに対するSN比の向上やその場（in-situ）計測における測定システムの改善などを継続して行っていく。
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	欧文概要　ＥＺ

Pulsed laser deposition (PLD) method is high functional thin film formation technique. PLD process which used plasma is very difficult. In the field of electronics, it needs to clarify the film growth mechanism in order to promote the development of film materials drastically. In this study we have aimed for elucidation of film growth mechanism during PLD process. In this experiment a high-speed gated ICCD camera and a monochromator were used to measure the optical emission spectroscopy and temporal/spatial dynamics of plasma plume generated during film deposition such as TiO2, ZnO and WOx. As a result, we have identified emission species in the plasma plume and investigated the translation energy of each emission species. Two-dimensional ICCD images of the plasma plume and the distribution of specific emission species by using a band path filter were also measured. It was found that the plasma plume had different characteristics depend on materials. Emissions of oxygen atom (O) were investigated in TiO2 and ZnO plasma plume and it was thought that O atoms reacted with Ti or Zn emission particles (atom, ion) while the plume arrived at the substrate. It was considered that oxidation between W and O occurred at the substrate surface because most of emissions in WOx plasma plume were W atoms. Furthermore we have analyzed the state of atoms and molecules on the substrate surface during film deposition by FTIR. We are performing the improvement of the SN ratio and measuring system.
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